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高纯铜铸锭编制说明
一、工作简况

1.1 任务来源
根据工业和信息化部办公厅关于印发2023年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知，工信厅科〔2023〕18号的文件精神，《高纯铜铸锭》由有研亿金新材料有限公司牵头修订，金川集团股份有限公司参与编写。项目计划编号（2023-0248T-YS），项目周期18个月，计划完成年限2024年。技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。
1.2 主要参加单位情况 
有研亿金新材料有限公司简称有研亿金属于中关村科技园高新技术企业、“十百千工程” 重点培育企业，拥有北京市企业技术中心, 2012年公司被评定为“国家级科技创新型示范企业”。有研亿金已成为具备一定产业规模、在微电子领域具有良好影响力的快速成长性企业。有研亿金拥有30多年专业从事稀有和贵金属材料研究、开发和生产经验，获得并积累了一大批国家和部级科研成果，具备一大批对高纯金属材料制备加工技术具有坚实理论基础和丰富实践经验的专家和技术人员。
金川集团股份有限公司。。。。
有研亿金新材料（山东）有限公司。。。。。。
山东有研国晶辉新材料有限公司。。。。。。
1.3 主要工作成员所负责的工作情况
表1主要起草人及工作职责
	序号
	职责及分工
	起草人姓名

	1
	标准执笔人，负责标准编制过程中方案及文件的编制；负责数据的汇总及确定。 
	王宇

	2
	负责标准制定过程的管理及协调，技术方案指导，参与标准指标的讨论与确定
	杨文魁、刘书芹、尚再艳、王欣平

	3
	负责生产数据汇总，参与标准指标的讨论
	高岩、曾浩、王兴权、雷继峰、王永明、陈明

	4
	负责数据汇总，参与标准讨论
	张巧霞


1.4 主要过程和内容
1.4.1 预研阶段

1.4.1.1 标准调研

2022年3月，由全国有色金属标准化技术委员会组织项目编制单位牵头讨论标准的技术要求，并征求相关企业意见，由主编单位整理后初步形成标准讨论稿。
1.4.1.2标准工作会议

由全国有色金属标准化技术委员会组织召开标准工作会议。会议对有研亿金新材料有限公司为主编制单位提出修订高纯铜铸锭行业标准计划进行认真讨论，并提出进一步修改讨论稿的意见。
2022年4月成立《高纯铜铸锭》标准起草小组，对标准进行前期的调研与准备工作，完成了资料收集分析、及行业状况调研等工作。主要进行如下工作：1）确立《高纯铜铸锭》行业标准起草遵循的基本原则，2）申报起草该报告的立项报告，3）对供应商、客户纯度要求进行调研、收集资料， 4）查阅相关标准， 5）确定主要技术内容， 6）确定仲裁分析方法。
1.4.2 立项阶段
2022年5月有研亿金新材料有限公司向全体委员会议提交了《高纯铜铸锭》标准项目建议书、标准草案及立项说明，全体委员会议论证为同意行业标准立项。
2023年4月，工信部下达了修订《高纯铜铸锭》行业标准的任务，计划号为2023-0248T-YS，计划完成年限为2024年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。
1.4.3 起草阶段
2023年上半年期间，标准主编制单位通过电子邮件、电话、微信等方式，不定期开展标准进展完成情况通报及问题沟通，请各参与单位严格把关，形成标准讨论稿。
二、 编制原则和依据
2.1编制原则
本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》的要求进行起草。本标准的编制过程根据市场需求，坚持技术方法合理的原则，保证标准的切实可行性。
2.2编制依据

（1）GB/T 14265 金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

（2）YS/T 837   溅射靶材-背板结合质量超声波检验方法

（3）YS/T 922   高纯铜化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法

三 主要内容的分析综述
3.1高纯铜铸锭牌号的确定

根据国内外原材料的种类，高纯铜原材料纯度主要有99.99999wt%、99.99995wt%、99.9999wt%和99.999wt%，共计四类，通过调研国内市场及客户的需求，把高纯铜铸锭按照化学成分分为四个牌号：7N（IC-Cu99.99999）、6N5（IC-Cu99.99995）、6N（IC-Cu99.9999）、5N（IC-Cu99.999）。
3.2高纯铜铸锭化学成分的确定
根据国内客户需求现状，高纯铜铸锭的杂质成分要求应符合表1规定。
表1　 高纯铜铸锭的杂质成分
	牌号
	7N
	6N5
	6N
	5N

	铜含量不小于（质量百分数）/%
	99.99999
	99.99995
	99.9999
	99.999

	杂质含量，不 大于，10-6


	Ag
	0.05
	0.1
	0.3
	2

	
	Al
	0.005
	0.005
	0.05
	0.5

	
	As
	0.005
	0.01
	0.02
	0.1

	
	Au
	0.005
	—
	—
	—

	
	B
	0.005
	—
	—
	—

	
	Be
	0.005
	—
	—
	—

	
	Bi
	0.005
	0.01
	0.02
	0.2

	
	Ca
	0.005
	0.01
	0.02
	0.5

	
	Cd
	0.01
	0.05
	—
	0.1

	
	Cl
	0.01
	0.05
	—
	—

	
	Co
	0.005
	0.02
	—
	0.3

	
	Cr
	0.005
	0.01
	0.02
	0.1

	
	F
	0.005
	0.05
	—
	—

	
	Fe
	0.01
	0.05
	0.1
	0.5

	
	Ga
	0.005
	—
	—
	—

	
	Ge
	0.005
	—
	—
	—

	
	Hg
	0.005
	—
	—
	—

	
	K
	0.005
	0.01
	0.02
	—

	
	Li
	0.005
	—
	—
	—

	
	Mg
	0.005
	—
	—
	—

	
	Mn
	0.01
	0.02
	—
	0.1

	
	Mo
	0.005
	—
	—
	—

	
	Na
	0.005
	0.02
	0.02
	—

	
	Nb
	0.005
	—
	—
	—

	
	Ni
	0.01
	0.05
	0.1
	0.5

	
	P
	0.005
	0.01
	0.02
	0.1

	
	Pb
	0.005
	0.01
	0.02
	0.05

	
	Sb
	0.005
	0.01
	0.02
	0.1

	
	Se
	0.005
	0.05
	0.05
	0.1

	
	Si
	0.02
	0.05
	0.05
	0.5

	
	Sn
	0.005
	0.01
	0.05
	0.1

	
	Te
	0.005
	0.02
	0.05
	0.1

	
	Th
	0.0001
	0.0005
	0.0005
	—

	
	Ti
	0.005
	—
	—
	—

	
	U
	0.0001
	0.0005
	0.0005
	—

	
	V
	0.005
	—
	—
	—

	
	Zn
	0.01
	0.02
	0.05
	0.1

	
	Zr
	0.005
	—
	—
	—

	杂质总含量/（×10-6），不大于
	0.1
	0.5
	1
	10

	注1：高纯铜铸锭的纯度为100%减去表中杂质实测总和的余量（不含C、N、O、H、S）。                                 注2：客户对某种特定杂质元素含量有特殊要求的，由供需双方协商确认。


根据国内客户需求现状，高纯铜锭中碳、氮、氧、氢、硫杂质元素含量见表2。 

表2　 高纯铜锭中碳、氮、氧、氢、硫杂质元素含量

	牌号
	7N
	6N5
	6N
	5N

	铜含量不小于（质量百分数）/%
	99.99999
	99.99995
	99.9999
	99.999

	气体杂质含量/（×10-6），不大于
	C
	1
	1
	1
	10

	
	N
	1
	1
	1
	5

	
	O
	1
	1
	1
	5

	
	H
	0.1
	0.1
	0.1
	1

	
	S
	0.02
	0.05
	0.05
	1


3.3高纯铜铸锭几何尺寸的确定

根据国内客户需求现状，高纯铜铸锭形状一般为圆柱型，直径（D）大于150 mm，长度大于400 mm。其外形尺寸及允许偏差，可根据需方要求提供或由供需双方协商。
[image: image1.jpg]



图1 高纯铜铸锭示意图

3.4高纯铜铸锭外观质量的确定

根据国内客户需求现状，高纯铜铸锭表面为机加工表面。铸锭表面应洁净，无裂纹、无毛刺、无夹杂、无孔洞和其他沾污。
3.5高纯铜铸锭内部质量的确定

高纯铜铸锭内部应连续一致，内部应无气孔、疏松、缩孔和夹杂等缺陷，由供方生产工艺保证。

3.6高纯铜铸锭试验方法的确定
（1）高纯铜铸锭中金属杂质元素、氟、氯、硫、磷的分析方法按照YS/T 922的规定执行。
（2）高纯铜铸锭中气体杂质元素碳、氮、氧、氢的分析按照 GB/T 14265 的规定执行。
（3）高纯铜铸锭的形状和尺寸由相应精度的量具检测。
（4）外观质量用目视检测，如发现异常现象，在10倍放大镜下目视检查。
（5）高纯铜铸锭内部缺陷检查按YS/T 837的规定进行。

3.7高纯铜铸锭检验结果的判定
化学成分检验结果不合格时，允许取双倍数量的试样对不合格项目进行重复检验，若任一检验结果不合格时，判定该产品不合格。外形尺寸、内部缺陷和外观质量不合格时，判定该产品不合格。
四 标准水平分析
本标准参照了国际先进的高纯铜铸锭制造企业产品要求。通过文献检索，网上查询，国内外并没有高纯铜铸锭的相关国家、行业标准。在标准修订过程中，总结国内外高纯铜铸锭制造商的实际生产水平，并调研了国内外半导体等应用领域客户对产品的基本要求，对半导体行业用的高纯铜铸锭修订了标准。本标准适用于制造半导体铜靶材所需的高纯铜铸锭，为半导体用高纯铜铸锭提供可以依据参考的规范，同时其他行业所需的高纯铜铸锭也可参照使用。综上所述，本标准的总体标准水平达到了国内先进水平。
五 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
本标准属于专业基础标准，没有现行的法律、法规、规章制度等对其要求，本领域没有强制性标准，且与其他标准无矛盾与不协调之处。

六 专利及涉及知识产权
本文件起草过程中没有检索到专利和知识产权问题，如果涉及到专利和知识产权时请使用单位与专利和知识产权方协商，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
七 重大分歧意见的处理和依据
无。
八 标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议
本标准属于制造半导体铜靶材所需的高纯铜铸锭的基础标准，本标准中的内容全面覆盖了高纯铜铸锭的一般性通用要求。因此，建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

九 贯彻标准的要求和措施建议
本标准属于制造半导体铜靶材所需的高纯铜铸锭的基础标准，全面覆盖了高纯铜铸锭的一般要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统的学习与贯彻实施。 
                      《高纯铜铸锭》编制组
                                                    2024年2月21日
铜铸锭
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